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利用目的 

当社では、種々の材料に光（主として紫外光～可視光）を照射し、材料表面または材料表

面に形成した薄膜の物性を変化させることにより、表面・薄膜の有する機能性を向上させ

たり、新たな機能性を付加したりできるプロセスを検討しています。 

このうち、被処理物が樹脂の場合に、照射する光の特性または樹脂の特性によっては、表

面の分子構造に何らかの異方性や配向特性が見られることが期待されます。これらの確認

を目的として、XAFS（BL08U）による分析を実施しました。 

 

測定条件 

・内容 

ウエハ上に成膜したポリマーに紫外線照射を施したサンプルの表面について、XAFS により

炭素の K-Edge を測定しました。化学状態の分析、特に入射 X 線の角度を変更した場合の

ピーク強度の変化に着目した分析を行いました。なお、チャージアップの対策として、ポ

リマーサンプルの端部を削り取り、カーボンテープを用いて導通を取りました。 

結果概要 
 

図 1の C-Edgeの吸収スペクトルに示すように、UV 照射をしていないサンプルでは、C-H 結

合に由来すると考えられるピーク②が観察されましたが、UV 処理(弱)、UV 処理(強)とな

るにしたがってピーク②が減少し、酸化物由来と考えられるピーク①③が現れました。 

また、図 2 は、UV処理(強)サンプルについて、X 線の入射角度θを 20°、55°、90°と変

更したものです。ピーク③では入射角度による違いがみられませんでしたが、ピーク①で

はθ＝20°のときの強度が高くなりました。ピーク①に対応する酸化物の化学結合が、基

板に対して垂直な方向に配向している可能性が示唆されました。 
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